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Optiskt system samt ett malsokande system innefattande ett 
optiskt system 

5 

UPPFINNINGS BAKGRUND OCH TIDIGARE TEKNIK 

F6religgande uppfinning avser ett optiskt system innefattande 
10 en forsta optikenhet och en forsta sensorenhet for att avkanna 
elektromagnetisk straining. Det optiska systemet ar inrattat sa 
att infallande elektromagnetisk straining som harror fran nagon 
seen utanfor det optiska systemet kan na den forsta sensoren- 
heten genom att passera via den forsta optikenheten och genom 
15 att folja en stralgang fran den forsta optikenheten till den forsta 
sensorenheten. 

WO 97/05742-A1 beskriver ett sadant system. Systemet kan an- 
vandas f6r att detektera infrarod (IR) straining. Systemet kan 

20 anvandas till exempel i en malsokande robot. Dokumentet be- 
skriver en omkopplingsbar spegel som kan stallas in i tva olika 
lagen. I ett forsta lage ar spegeln ej aktiv. I detta lage kan strai- 
ning fran en observerad seen som gar in genom en objektivlins 
na en detektoruppsattning. I ett andra lage pa spegeln sa hind- 

25 ras straining fran namnda seen fran att na detektoruppsattning- 
en. I stallet reflekteras straining fran eh lysdiod mot detektor- 
uppsattningen. Lysdioden anvands som temperaturreferens. I 
detta system tar det relativt lang tid att forflytta spegeln fran det 
forsta till det andra laget och vice versa. 

30 

SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN 

Uppfinnaren av foreliggande uppfinning har kommit fram till att 
35 det vore onskvart att snabbt kunna omkoppla den elektromag- 
netiska stralningen som foreligger mellan den forsta optikenhe- 
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ten och den forsta sensorenheten i ett system av det slag som 
beskrivs i det forsta stycket ovan. En sadan snabb omkoppling 
kan vara fordelaktig av manga olika skal. Bland annat kan en 
sadan snabb omkoppling anvandas fdr att minska sannolikheten 
5 fdr att det optlska systemet upptacks av anordningar som spa- 
nar efter retroreflexer fran ett sadant optiskt system. Vidare kan 
en sadan snabb omkoppling vara fordelaktig for att hindra att 
systemet forstors av forstorande straining. Olika andra fordelar 
med systemet enligt uppfinningen kommer att framga av be- 
10 skrivningen nedan. 

Ovan angivna syfte och fordelar uppnas enligt uppfinningen med 
ett optiskt system av det slag som ar beskrivet i det forsta 
stycket ovan och som ar kannetecknat av att det optiska syste- 

15 met aven innefattar en mikrospegelmatrisenhet som innefattar 
ett stort antal mikrospegelelement och som ar anordnad i namn- 
da stralgang, varvid mikrospegelmatrisenheten ar inrattad att 
vara installbar i atminstone ett forsta och ett andra lage, varvid i 
namnda forsta lage mikrospegelmatrisenheten reflekterar namn- 

20 da infallande elektromagnetiska straining som nar mikrospegel- 
matrisenheten fran den forsta optikenheten sa att denna elek- 
tromagnetiska straining nar den forsta sensorenheten, varvid i 
namnda andra lage mikrospegelmatrisenheten reflekterar namn- 
da infallande elektromagnetiska straining som nar mikrospegel- 

25 matrisenheten fran den forsta optikenheten sa att denna elek- 
tromagnetiska straining ej nar den forsta sensorenheten. 

Genom att anordna en sadan mikrospegelmatrisenhet i stral- 
gangen sa kan stralningen omkopplas mycket snabbt. En mikro- 

30 spegelmatris kan exempelvis fas att sla om mellan tva lagen pa 
mindre an 10 ^s. Saledes kan mikrospegelmatrisen mycket 
snabbt omkopplas mellan namnda forsta och andra lage. Detta 
har manga fordelar i olika sammanhang. Om det optiska syste- 
met exempelvis anvands i ett malsokande system, sa kan det 

35 optiska systemet vara utsatt for retroreflexspaning. Elektromag- 
netisk straining som gar in genom den forsta optikenheten och 
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leds till den forsta sensorenheten kan reflekteras tillbaka samma 
vag, eftersorn den forsta sensorenheten vanligtvis ar belagen sa 
att eventuella reflexer frSn sensorenheten itminstone delvis re- 
flekteras tillbaks i motsatt riktnlng mot den infallande stralnlng- 
5 en. Detta utnyttjas I sa kallad retroreflexspaning. Sadan spaning 
gSr till sa att spaningsanordningen sveper over ett visst omrade 
for att leta efter retroreflexer. Pi sa satt kan det optiska syste- 
met upptackas. Genom foreliggande uppfinning kan emellertid 
stralningen omkopplas valdigt snabbt. Det ar darfor ej nodvan- 
10 digt att straining fran den forsta optikenheten hela tiden leds till 
den forsta sensorenheten. Ytterligare fordelar med uppfinningen 
kommer att beskrivas nedan. 

Det kan noteras att det ar kant att pa annat satt anvanda en 
15 mikrospegelmatrisenhet i ett IR-detekteringssystem. Saledes 
beskriver US 5,323,002 att en ljusmodulator kan utgoras av en 
digital mikrospegelanordning (DMD). Denna ljusmodulator an- 
vands i stralgangen fr§n en referenskalla till en detektor. Stral- 
ningen :Som har reflekterats av ijusmodulatorn passerar genom 
20 en icke avbildande optik och vidare till detektorn via en 
"chopper". 

Enligt en fordelaktig utforingsform av foreliggande uppfinning 
innefattar den forsta sensorenheten ett stort antal sensorele- 

25 ment och ar inrattad att vara belagen i ett bildplan i det optiska 
systemet, vilket bildplan ar inrattat att kunna utgora ett bildplan 
for namnda seen. Den fbrsta sensorenheten ar saledes vanligen 
inrattad i ett bildplan f6r scenen i fraga. Det finns olika typer av 
sensorsystem, bland annat sa kallade stirrande system och 

30 scannande system. I ett scannande system svepes den elektro- 
magnetiska stralen i en eller tva riktningar. Om stralningen sve- 
pes i tva riktningar sa behover sensorenheten endast utgoras av 
ett enda sensorelement. Emellertid ar det fordelaktigt om sen- 
sorenheten innefattar ett stort antal sensorelement. Sensorele- 

35 menten kan vara anordnade i en rad. I detta fall svepes lampli- 
gen stralen i fraga i en riktning (tvars raden) sa att raden av 
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sensorelement kan avkanna hela scenen fran vitken den elek- 
tromagnetiska stralningen harr6r. Genom att anvanda ett flertal 
sensorelement sa kan scenen saledes avkannas snabbare. 

5 Enligt en ytterligare fordelaktig utforingsform ar den fbrsta sen- 
sorenheten sadan att namnda sensorelement ar anordnade som 
en tvadimensionell uppsattning av sensorelement och varvid det 
optiska systemet ar utformat som ett stirrande system. Genom 
att sensorelementen ar anordnade som en tvadimensionell upp- 

10 sattning sa behovs ej nagra medel for att svepa stralen i fraga. 
Systemet ar saledes I detta fall "stirrande". Detta ar fordelaktigt 
eftersom scenen darmed kan avkannas snabbt eftersom samtli- 
ga sensorelement samtidigt kan avkanna olika delar av scenen. 
Dessutom kan systemet goras mindre och enklare, eftersom 

15 inget scannande element beh6vs. 

Bildplanet, i vilket den forsta sensorenheten ar belagen, ar 
lampligen anordnat i det optiska systemet sa att det utgor ett 
bildplan for namnda seen nar namnda seen ar belagen pa s^ 

20 stort avstind fran det optiska systemet att stralar fran en punkt i 
namnda seen nar den forsta optikenheten som atminstone va- 
sentligen parallella stralar. Det optiska systemet ar sarskilt lam- 
pat for att anvandas nar scenen ar belagen pa relativt langt av- 
stand fran det optiska systemet. Den elektromagnetiska stral- 

25 ningen fran scenen kan darvid anses besta av helt eller atmin- 
stone vasentligen parallella stralar som intrader i den forsta op- 
tikenheten. 

Foretradesvis ar den forsta sensorenheten inrattad att avkanna 
30 straining inom det infraroda vaglangdsomradet. Systemet ar 
speciellt lampat att anvanda for att detektera IR-stralning. 

Det optiska systemet kan aven innefatta en andra sensorenhet 
for att avkanna elektromagnetisk straining anordnad sa att nar 
35 mikrospegelmatrisenheten ar installd i ett lage som ar skilt fran 
namnda forsta lage sa reflekterar mikrospegelmatrisenheten 
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namnda infallande elektromagnetiska straining sonri nSr mikro- 
spegelmatrisenheten fr£n den forsta optikenheten s& att denna 
elektromagnetiska straining n&r den andra sensorenheten. 
Lampiigen kan mikrospegelmatrisenheten vara installd i namnda 
5 andra lage nar den ar installd sd att den infallande elektromag- 
netiska str£lningen nar den andra sensorenheten. Den andra 
sensorenheten kan vara av en annan typ an den forsta sensor- 
enheten, sa att den andra sensorenheten ar mindre benagen att 
forstoras av elektromagnetisk straining an den forsta sensoren- 

10 heten. Den andra sensorenheten kan till exempel anvandas om 
det optiska systemet utsatts for forstorande straining. En om- 
koppling kan d£ ske sa att den andra sensorenheten anvands i 
stallet for den forsta sensorenheten. Den andra sensorenheten 
kan darvid anvandas for att exempelvis rikta ett motangrepp mot 

15 kalian till den forstorande strSlningen. 

Exempelvis kan den andra sensorenheten vara en kvadrantde- 
tektor. Den andra sensorenheten ar lampiigen ej anordnad i ett 
bildplan for namnda seen. En kvadrantdetektor ar relativt tfilig 
20 och billig att tillverka. En sadan detektor ar darfor lamplig att 
anvanda for den andra sensorenheten. Om man onskar avkanna 
en elektromagnetisk strale fran nSgon forstorande kalla sa be- 
hover ej nagon bild bildas pa sensorenheten. Saledes ar den 
andra sensorenheten lampiigen ej anordnad i ett bildplan. 

25 

Det optiska systemet kan vara inrattat att forhindra att infallande 
elektromagnetisk straining fran namnda seen reflekteras tillbaka 
till denna seen frSn den andra sensorenheten. Detta kan goras 
pa olika satt. Exempelvis kan en optisk isolator anordnas i strSI- 
30 gdngen mellan den forsta optikenheten och den andra sensor- 
enheten. Den andra sensorenheten kan aven anordnas nagot 
snett, s£ att den ej ar anordnad vinkelratt mot den infallande 
strSlningen. Detta minskar risken for retroreflex. 

35 Det optiska systemet kan lampiigen infatta £tminstone en refe- 
renskalla for att emittera elektromagnetisk strilning av kant 
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slag, varvid denna referenskalla ar anordnad sa art elektromag- 
netisk straining fran referenskallan nar den forsta sensorenhe- 
ten nar mikrospegelmatrisenheten ar installd i ett lage som skil- 
jer slg fran namnda forsta lage. En sadan referenskalla kan an- 
vandas for att kalibrera sensorenheten. For ett IR-system utgor 
referenskallan saledes en temperaturreferens. Foretradesvis 
kan referenskallan installas vid tva olika temperaturer for att 
forbattra kalibreringen av sensorenheten. 

Enligt en fordelaktig utfSringsform ar referenskallan anordnad sa 
att elektromagnetisk straining fran referenskallan nar den forsta 
sensorenheten nar mikrospegelmatrisenheten ar installd i 
namnda andra lage. Kalibrering av den forsta sensorenheten 
kan darvid ske sa snart mikrospegelmatrisenheten ar installd i 
det andra laget. 

Det optiska systemet innefattar lampligen en styrenhet som styr 
atminstone installningen av namnda mikrospegelmatrisenhet. 
Styrenheten kan aven styra avkanningen av den ffirsta sensor- 
enheten, sa att den forsta sensorenheten avkannes vid ett flertal 
tillfallen per sekund, varvid styrenheten ar inrattad att mellan 
dessa avkanningstillfallen styra mikrospegelmatrisenheten sa att 
den ej ar i namnda forsta lage. Den forsta sensorenheten beho- 
ver darvid endast vara inkopplad for att avkanna namnda seen 
under de korta tider dH den verkligen avkannes med avseende 
pa infallande straining. Mellan dessa tillfallen ar den forsta sen- 
sorenheten bortkopplad fran infallande straining fran namnda 
seen. Detta betyder att risken for att det optiska systemet upp- 
tacks av en anordning som utfor retroreflexspaning minskar. 



Enligt en fordelaktig utforingsform innefattar det optiska syste- 
met medel for att detektera om det optiska systemet ar utsatt f6r 
avsokande eller forstorande straining, varvid styrenheten ar in- 
rattad att styra mikrospegelmatrisenheten si att namnda forsta 
lage undviks nar namnda medel har detekterat sadan straining. 
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Lampligen styrs darvid mikrospegelmatrisenheten sa att den re- 
flekterar namnda infallande elektromagnetiska straining sa att 
den nSr den andra sensorenheten. Namnda medel for att de- 
tektera om det optiska systemet ar utsatt for avsokande eller 
5 forstorande straining kan utgoras av den forsta sensorenheten 
tillsammans med styrenheten. Styrenheten kan saledes registre- 
ra om misstankt avsokande straining infaller pa den forsta sen- 
sorenheten. Alternativt kan en separat detektor anvandas for att 
detektera sadan straining. Sa snart som sadan straining detek- 

10 teras omkopplas lampligen mikrospegelmatrisenheten. En sadan 
omkoppling av mikrospegelmatrisenheten kan ske mycket 
snabbt. Darmed skyddas den forsta sensorenheten fran att ut- 
s§ttas for forstorande straining. Den andra sensorenheten kan, 
sasom har forklarats ovan, vara konstruerad att vara mindre 

15 kanslig for forstorande straining. 

Styrenheten kan aven vara inrattad att individuellt styra install- 
ningen av mikrospegelmatrisenhetens spegelelement pa sa satt 
att mangden elektromagnetisk straining som reflekteras av mik- 

20 rospegelmatrisenheten mot den forsta sensorenheten styrs ge- 
nom installningen av mikrospegelmatrisenhetens spegelelement. 
Mikrospegelmatrisenheten kan darigenom anvandas for sa kal- 
lad dynamikstyrning. Genom att exempelvis vinkla bort ett antal 
spegelelement som utvaljs slumpvis, sa minskar den elektro- 

25 magnetiska stralningen som reflekteras mot den forsta sensor- 
enheten. Det kan Sven vara mojligt att styra installningen av 
spegelelementen sa att exempelvis vissa perifera spegelelement 
vinklas bort. Om mikrospegelmatrisenheten ar lampligt placerad 
i stralgangen kan mikrospegelmatrisenheten darmed fungera pa 

30 liknande satt som en traditionell blandare i ett kamerasystem. 

Uppfinningen avser aven ett malsokande system. Detta malso- 
kande system innefattar enligt uppfinningen ett optiskt system 
enligt nagon av foregaende utforingsformer. Det malsokande sy- 
35 stemet ar exempelvis en malsokande robot. Uppfinningen ar 
speciellt anvandbar i samband med sadana malsokande system. 
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KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA 

Fdreliggande uppfinning ska nu forklaras med hjalp av utfo- 
5 ringsvarianter givna som exempel och med hanvisning till bifo- 
gade ritningar. 

Fig 1 visar schematiskt ett optiskt system enligt uppfin- 
ningen med mikrospegelmatrisenheten installd i ett 
forsta I age. 

Fig 2 visar schematiskt det optiska systemet enligt Fig 1 
men med mikrospegelmatrisenheten installd i ett 
andra lage. 

Fig 3 visar schematiskt en malsokande robot. 

BESKRIVNING AV UTFORINGS FORMER AV UPPFINNINGEN 

Fig 1 visar schematiskt ett optiskt system enligt uppfinningen. 
20 Det optiska systemet innefattar en forsta optikenhet 10. Fig 1 
illustrerar aven schematiskt en seen i form av ett flygplan 12 
som befinner sig utanfor det optiska systemet. Scenen 12 befin- 
ner sig vanligen pa langt avstand fran det optiska systemet sa 
att infallande elektromagnetisk straining 14 fran scenen 12 in- 
25 faller pa den forsta optikenheten 10 som parallelia strlilar. 

Det optiska systemet innefattar aven en mikrospegelmatrisenhet 
16 och en forsta sensorenhet 18 for att avkanna elektromagne- 
tisk straining. Mikrospegelmatrisenheten 16 har ett stort antal 

30 mikrospegelelement. En sadan mikrospegelmatrisenhet (DMD) 
16 kan exempelvis vara av den typ som tillhandahalls av Texas 
Instruments Incorporated i Dallas, Texas. En DMD kan exempel- 
vis besta av 1280 x 1024 mikrospegelelement. Varje mikrospe- 
gelelement kan exempelvis vara i storleksordningen 16 jim x 16 

35 jam. 
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Mikrospegelmatrisenheten 16 ar installbar i dtminstone ett forsta 
och ett andra lage. I det forsta laget kan exempelvis samtliga 
mikrospegelelement vara inrattade i sina ena andlagen. Om till- 
racklig planhet kan uppnds ar det aven tankbart att samtliga 
5 mikrospegelelement ar i sitt neutrala vilolage nar mikrospegel- 
matrisenheten 16 ar installd i det forsta laget. I mikrospegel- 
matrisenhetens 16 andra lage ar lampligen mikrospegelelemen- 
ten anordnade sa att de star i sina andra andlagen. I Fig 1 antas 
mikrospegelmatrisenheten 16 vara installd i det forsta laget. I 
10 detta lage reflekterar mikrospegelmatrisenheten 16 den elektro- 
magnetiska stralningen fran den forsta optikenheten 10 s£ att 
denna straining nar den forsta sensorenheten 18. Mikrospegel- 
matrisenheten 16 ar saledes anordnad i strSlgangen 20 fran den 
forsta optikenheten 10 till den forsta sensorenheten 18. 

15 

Den forsta sensorenheten 18 ar enligt detta utforingsexempel av 
det slag dar ett stort antal sensorelement ar anordnade som en 
tvadimensionell uppsattning. Ett exempel pa en sidan sensor- 
enhet ar sensorenheten BD MM 003 som levereras av Sofradir I 

20 Chatenay-Malabry, Frankrike. En sadan sensorenhet kan exem- 
pelvis ha 128 x 128 sensorelement. Den forsta sensorenheten 
18 ar saledes lampligen anordnad i ett bildplan, dar en bild av 
scenen 12 formas. Enligt den schematiska uppstallning som vi- 
sas i Fig 1 betyder detta att den forsta sensorenheten 18 ar be- 

25 lagen i den forsta optikenhetens 10 fokalplan. Det bor emellertid 
noteras att Fig 1 endast visar en schematisk framstallning. Det 
kan i sjalva verket finnas flera optikenheter langs strSlgSngen 
20. Exempelvis kan en optikenhet aven vara inrattad i strSI- 
gangen 20 mellan mikrospegelmatrisenheten 16 och den forsta 

30 sensorenheten 18. 

Det bor aven noteras att utforingsformen enligt Fig 1 ar ett s& 
kallat stirrande system. Alternativt ar det aven mojligt att anvan- 
da ett scannande system. I ett sadant system behovs ingen tva- 
35 dimensionell sensorenhet av det slag som visas i Fig 1. I stallet 
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sa behovs en elier tv£ scannande element anordnade i strdl- 
gSngen 20. 

Den forsta sensorenheten 18 ar foretradesvis inrattad att avkan- 
5 na IR-str£lning. For att kunna kalibrera den forsta sensorenhe- 
ten 18 sd innefattar det optiska systemet aven en referenskalla 
22. Referenskallan 22 utsander elektromagnetisk straining 24 av 
kant slag, dvs referenskallan 22 utgor en temperaturreferens. 
Foretradesvis kan aven denna temperatur varieras sa att refe- 
10 renskallan 22 kan utsanda straining representerainde atminstone 
tva olika temperaturer. Nar mikrospegelmatrisenheten 16 ar in- 
stalld i det forsta laget sa n£r straining 24 frdn referenskallan 22 
ej den forsta sensorenheten 18. Stralningen 24 fran referens- 
kallan 22 ar har representerad med streckade linjer. 

15 

Enligt det foredragna utforingsexemplet s3 innefattar det optiska 
systemet aven en andra sensorenhet 26. Den andra sensoren- 
heten ar lampligen av ett enklare och billigare slag an den forsta 
sensorenheten 18. Den andra sensorenheten 26 kan exempelvis 
20 utgoras av en kvadrantdetektor. En sadan sensorenhet 26 ar 
mindre kanslig och mindre benagen att forstoras av elektromag- 
netisk straining an den forsta sensorenheten 18. I Fig 1 visas 
aven schematiskt en optisk isolator 30 som kommer att beskri- 
vas narmare i samband med Fig 2. 

25 

Det optiska systemet innefattar aven en styrenhet 32. Styren- 
heten 32 styr det optiska systemet och koordinerar de olika en- 
heterna med varandra. Saledes visas i Fig 1 att styrenheten 32 
ar forbunden med mikrospegelmatrisenheten 16, den forsta sen- 
30 sorenheten 18, den andra sensorenheten 26 och med referens- 
kallan 22. 

Sasom har namnts ovan finns det risk for att det optiska syste- 
met utsatts for avsokande straining. Med hjalp av sddan avso- 
35 kande straining sa avsoks ett omrSde for att upptacka retrore- 
flexer. Nar sSdan avsokande straining intrader genom den forsta 
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optikenheten 10 sa kan denna straining reflekteras av den forsta 
sensorenheten 18 och uttrada genom den forsta optikenheten 10 
for att detekteras av den avsokande anordningen. For att minska 
sannolikheten att en sadan retroreflex via den forsta sensoren- 
5 heten 18 uppstar, sa ar styrenheten 32 lampligen inrattad att 
styra mikrospegeimatrisenheten 16 sa att den infallande stral- 
ningen fran scenen 12 endast intermittent nar den forsta sen- 
sorenheten 18. Det optiska systemet arbetar vanligen med en 
viss bildtakt. Exempelvis kan bildtakten vara 50 Hz, dvs den for- 

10 sta sensorenheten 18 avkanns 50 ganger per sekund. Varje av- 
kannigstillfalle behover emellertid endast vara nagra fa ms, ex- 
empelvis mindre an 5 ms. Saledes kan styrenheten 32 styra mik- 
rospegeimatrisenheten 16 sa att mikrospegelmatrisen 16 intar 
namnda f6rsta lege endast under den tid da den forsta sensor- 

15 enheten 18 avkannes. Storre delen av tiden kan darfor ingen 
retroreflex via den ffirsta sensorenheten 18 uppsta. Detta mins- 
kar risken for upptackt genom sadan avsokande straining. 

Det optiska systemet kan aven vara inrattat med medel for att 
20 detektera sadan avsokande straining. Detta kan gdras genom att 
styrenheten 32 registrerar att den fOrsta sensorenheten 18 ut- 
satts for sadan straining. Darvid kan styrenheten 32 vara inrat- 
tad att omedelbart stalla om mikrospegeimatrisenheten 16 sa att 
den ej langre ar i namnda forsta lage. Mikrospegeimatrisenheten 
25 16 kan saledes stallas in i atminstone ett andra lage. 

Fig 2 visar schematiskt samma system som Fig 1 men med mik- 
romatrisenheten 16 installd i ett andra lage. I detta andra lage ar 
mikrospegeimatrisenheten 16 installd sa att infallande straining 
30 14 fran scenen 12 ej nar den forsta sensorenheten 18 utan i 
stallet riktas mot den andra sensorenheten 26. Eftersom den 
andra sensorenheten 26 enligt detta exempel ar en kvadrantde- 
tektor sa ar den andra sensorenheten 26 lampligen ej belagen 
exakt i ett bildplan. 

35 
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Om den forsta sensorenheten 18 har blivit utsatt for avsokande 
straining sa omkopplas saledes mikrospegelmatrisen 16 sa att 
stralningen riktas pa det satt som visas i Fig 2. Efter upptackt 
med hjalp av avsokande stralningen foljer vanligtvis en forsto- 
5 rande straining fran den anordning som tidigare utsande den av- 
sokande stralningen. Syftet med sadan forstorande straining ar 
att forstora det optiska systemet, speciellt den forsta sensoren- 
heten 18. Genom att mikrospegelmatrisenheten 16 installes i det 
lage som visas i Fig 2 sa undvikes emellertid sadan forstorelse 

10 av den forsta sensorenheten 18, I stallet riktas den forstSrande 
stralningen mot den andra sensorenheten 26. Denna andra sen- 
sorenhet 26 ar, sasom namns ovan, mindre benagen att forsto- 
ras av sadan forstorande straining. Samtidigt kan den andra 
sensorenheten 26 anvandas for att styra ett motangrepp mot 

15 den anordning som utsander den forstorande stralningen. Det ar 
darvid fordefaktigt om det optiska systemet ej reflekterar tillbaka 
den forstorande eller avsokande stralningen. Detta kan enligt 
uppfinningen uppnas pa olika satt som aven kan kombineras. 
Dels kan den andra sensorenheten 26 anordnas sa att den ej ar 

20 anordnad vinkelratt mot den infallande stralningen. Detta mins- 
kar risken for retroreflex. Dessutom anordnas den andra sen- 
sorenheten 26, sasom namnts, lampligen ej i ett bildplan. Den 
forstorande straining som traffar den andra sensorenheten 26 ar 
darmed mera utspridd, vilket minskar mangden aterrefiekterad 

25 straining. Dessutom kan en optisk isolator 30 anordnas i stral- 
gingen mot den andra sensorenheten 26. En sadan optisk iso- 
lator 30 kan konstrueras pa olika satt som ar kanda av en fack- 
man inom omradet. Till exempel kan en sadan optisk isolator 
utgoras av en linjarpolarisator i serie med en sa kallad X./4 plat- 

30 ta. Nar anordningen som utsander den forstorande stralningen 
har forstorts eller nar nagon forstorande eller avkannande strai- 
ning ej langre detekteras sa kan styrenheten 32 styra mikrospe- 
gelmatrisenheten 16 sa att den atergar till det forsta laget som 
visas i Fig 1. 

35 



Referenskallan 22 ar lampligen anordnad sa att nar mikrospe- 
gelmatrisenheten 16 ar i det andra laget som visas i Fig 2, sa 
riktas straining fran referenskallan 22 mot den f6rsta sensoren- 
heten 18. Den forsta sensorenheten 18 kan saledes kalibreras 
nar mikrospegelmatrisen 16 ar i det andra laget. Nar det optiska 
systemet arbetar normalt (dvs nar det ej utsatts for avkannande 
eller forstdrande straining) sa arbetar systemet sasom namnts 
ovan lampligen med en viss bildfrekvens. Sasom aven namnts 
ovan sa omkopplas lampligen mikrospegelmatrisenheten 16 till 
det andra laget mellan varje avkanning. Mellan dessa avkan- 
ningar, nar mikrospegelmatrisen 16 ar i det andra laget, sa kan 
saledes straining fran referenskallan 22 riktas mot den forsta 
sensorenheten 18. Kalibrering av den forsta sensorenheten 18 
kan saledes ske mellan avkanningarna med den normala 
bildtakten. Om eventuellt en langre tid behovs for kalibreringen 
kan nagon bild utlamnas i den normala bildtakten. Givetvis kan 
lamplig optik anordnas i stralgangen 24 mellan referenskallan 22 
och den forsta sensorenheten 18. En sadan optik kan lampligen 
anordnas i stralgangen 24 mellan referenskallan 22 och mikro- 
spegelmatrisenheten 16. En sadan optik kan utgoras av en icke 
avbildande optik, exempelvis av det slag som beskrivs i ovan 
namnda US 5,323,002. 

Styrenheten 32 kan aven vara inrattad att individuellt styra in- 
stallningen av mikrospegelmatrisenhetens 16 mikrospegelele- 
ment sa att mangden elektromagnetisk straining som reflekteras 
av mikrospegelmatrisenheten 16 mot den forsta sensorenheten 
18 kan styras genom installningen av spegelelementen. Pa det 
sattet kan mikrospegelmatrisenheten 16 anvandas for att styra 
intensiteten av den straining som infaller pa den forsta sensor- 
enheten 18. Intensiteten kan varieras genom att vinkla bort 
slumpvis valda spegelelement hos mikrospegelmatrisenheten 
16. Om mikrospegelmatrisenheten 16 ar anordnad pa ett lamp- 
ligt stalie i stralgangen 20 sa kan aven valda spegelelement, 
exempelvis vid mikrospegelmatrisens 16 periferi, vinklas bort sa 
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att mikrospegelmatrisenheten 16 fungerar pa liknande satt som 
en normal kamerablandare. 

I utforingsexemplet ovan anges att mikrospegelmatrisenheten 16 
5 kan installas i ett forsta och ett andra lage. Med en mer avance- 
rad mikrospegelmatrisenhet 16 ar det tSnkbart att mikrospegel- 
matrisenheten 16 kan inta fler an tva lagen. Det kan saledes 
tankas att i ett forsta lage riktas Inkommande straining mot den 
forsta sensorenheten 18, i ett andra lage riktas inkommande 
10 straining mot den andra sensorenheten 26 och i ett tredje lage 
riktas inkommande straining varken mot den forsta sensoren- 
heten 18 eller den andra sensorenheten 26. 

Det optiska systemet kan lampligen anvandas i ett malsdkande 
15 system. Ett sadant malsdkande system kan exempelvis vara an- 
ordnat pa marken eller i ett flygplan. Enligt ett mdjligt utforande 
enligt uppfinningen ar det malsdkande systemet en malsdkande 
robot 34 (se Fig 3) i vilket ett optiskt system enligt uppfinningen 
ar anordnat. 

20 

Sasom framgar av beskrivningen ovan har uppfinningen flera 
fdrdelar. Genom att mikrospegelmatrisenheten 16 snabbt kan 
stallas om mellan atminstone ett forsta och ett andra lage sa 
minskas risken for att det optiska systemet upptacks av system 

25 som arbetar med retroreflexspaning. Aven om sadan spanande 
straining detekteras sa minskas risken f6r att det optiska syste- 
met fdrstdrs genom att mikrospegelmatrisenheten 16 snabbt kan 
stallas om till ett andra lage. I detta andra lage sa kan aven det 
optiska systemet anvandas for att styra en motattack mot an- 

30 ordningen som utsander fdrstdrande straining genom att den 
andra sensorenheten 26 kan vara inkopplad for detta andamal 
nar mikrospegelmatrisenheten 16 har intagit det andra laget. Vi- 
dare uppnas enligt uppfinningen sa kallad dynamikstyrning ef- 
tersom individuella spegelelement i mikrospegelmatrisenheten 

35 16 kan riktas sa att mangden straining som nar den forsta sen- 
sorenheten 18 (och aven den andra sensorenheten 26) kan sty- 
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ras. Dessutom forbattras mojligheten att snabbt gora kalibre- 
ringar med hjalp av referenskallan 22. Detta gor att sa kallat 
monsterbrus kan korrigeras pa ett effektivt satt med hjalp av 
uppfinningen. 

F6religgande uppfinning §r inte begransad till de beskrivna ut- 
fdringsformerna. Uppfinningen kan siledes modifieras och varie- 
ras inom ramen for de efterfoljande patentkraven. 
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Patentkrav 

1. Ett optiskt system innefattande en forsta optikenhet (10) 
5 och en forsta sensorenhet (18) for att avkanna elektromagnetisk 

straining, varvid det optiska systemet ar inrattat sd att infallande 
elektromagnetisk straining som harror fran n£gon seen (12) 
utanfor det optiska systemet kan na den forsta sensorenheten 
(18) genom att passera via den forsta optikenheten (10) och ge- 

10 nom att folja en stralgang (20) fr^n den forsta optikenheten (10) 
till den forsta sensorenheten (18), kannetecknad av att det op- 
tiska systemet aven innefattar en mikrospegelmatrisenhet (16) 
som innefattar ett stort antal mikrospegelelement och som ar 
anordnad i namnda str£lg£ng (20), varvid mikrospegelmatrisen- 

15 heten (16) ar rnrattad att vara installbar i Stminstone ett forsta 
och ett andra lage, varvid i namnda forsta lage mikrospegel- 
matrisenheten (16) reflekterar namnda infallande elektromagne- 
tiska straining som nar mikrospegelmatrisenheten (16) fr£n den 
forsta optikenheten (10) s& att denna elektromagnetiska str&l- 
'20 ning nar den forsta sensorenheten (18), varvid i namnda andra 
lage mikrospegelmatrisenheten (16) reflekterar namnda infallan- 
de elektromagnetiska straining som nar mikrospegelmatrisen- 
heten (16) fr3n den forsta optikenheten (10) sa att denna elek- 
tromagnetiska straining ej n£r den forsta sensorenheten (18). 

25 

2. Ett optiskt system enligt krav 1, varvid den forsta sensor- 
enheten (18) innefattar ett stort antal sensorelement och ar in- 
rattad att vara belagen i ett biidplan i det optiska systemet, vil- 
ket biidplan ar inrattat att kunna utgora ett biidplan for namnda 

30 seen (12). 

3. Ett optiskt system enligt krav 2, varvid den forsta sensor- 
enheten (18) ar sadan att namnda sensorelement ar anordnade 
som en tvSdimensionell uppsattning av sensorelement och var- 

35 vid det optiska systemet ar utformat som ett stirrande system. 
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4. Ett optiskt system enligt krav 2 eller 3, varvid namnda bild- 
plan, i vilket den forsta sensorenheten (18) ar belagen, ar an- 
ordnat i det optiska systemet sa att det utgor ett bildplan for 
namnda seen (12) nar namnda seen (12) ar belagen p£ s& stort 

5 avstand fran det optiska systemet att stralar fran en punkt i 
namnda seen (12) nSr den forsta optikenheten (10) som atmin- 
stone vasentligen parallella stralar. 

5. Ett optiskt system enligt nSgot av foregSende krav, varvid 
10 den forsta sensorenheten (18) ar inrattad att avkanna straining 

inom det infraroda vaglangdsomradet. 

6. Ett optiskt system enligt n^got av foregiende krav, inne- 
fattande en andra sensorenhet (26) for att avkanna elektromag- 

15 netisk straining anordnad sa att nar mikrospegelmatrisenheten 
(16) ar installd i ett lage som ar skilt fran namnda forsta lage sa 
reflekterar mikrospegelmatrisenheten (16) namnda infallande 
elektromagnetiska straining som nar mikrospegelmatrisenheten 
(16) fran den forsta optikenheten (10) sa att denna elektromag- 

20 netiska straining nar den andra sensorenheten (26). 

7. Ett optiskt system enligt krav 6, varvid mikrospegelmatris- 
enheten (16) ar i namnda andra lage nar den ar installd s£ att 
den infallande elektromagnetiska stralningen nar den andra 

25 sensorenheten (26). 

8. Ett optiskt system enligt krav 6 eller 7, varvid den andra 
sensorenheten (26) ar av en annan typ an den forsta sensoren- 
heten (18), sd att den andra sensorenheten (26) ar mindre be- 

30 nagen att forstoras av elektromagnetisk straining an den forsta 
sensorenheten (18). 

9. Ett optiskt system enligt nSgot av kraven 6-8, varvid den 
andra sensorenheten (26) ar en kvadrantdetektor. 

35 
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10. Ett optiskt system enligt nagot av kraven 6-9, varvid den 
andra sensorenheten (26) ar anordnad i det optiska systemet sa 
att den ej ar anordnad i ett bildplan for namnda seen (12), nar 
namnda seen (12) ar belagen pa sa stort avstand fran det optis- 

5 ka systemet att stralar fran en punkt i namnda seen (12) nar den 
forsta optikenheten (10) som atminstone vasentligen parallella 
stralar. 

11. Ett optiskt system enligt nagot av kraven 6-10, inrattad att 
10 forhindra att infallande elektromagnetlsk straining fran namnda 

seen (12) reflekteras tillbaka till denna seen fran den andra sen- 
sorenheten (26). 

12. Ett optiskt system enligt krav 11, innefattande en optisk 
15 isolator (30) i stralgangen mellan den fdrsta optikenheten (10) 

och den andra sensorenheten (26). 

13. Ett optiskt system enligt nagot av foregaende krav, infat- 
tande atminstone en referenskalla (22) for att emittera elektro- 

20 magnetisk straining av kant slag, varvid denna referenskalla 
(22) ar anordnad sa att elektromagnetisk straining fran referens- 
kallan (22) nar den forsta sensorenheten (18) nar mikrospegel- 
matrisenheten (16) ar installd i ett lage som skiljer sig fran 
namnda forsta lage. 

25 

14. Ett optiskt system enligt krav 13, varvid referenskallan (22) 
ar anordnad sa att elektromagnetisk straining fran referenskal- 
lan (22) nar den forsta sensorenheten (18) nar mikrospegel- 
matrisenheten (16) ar installd i namnda andra lage. 

30 

15. Ett optiskt system enligt nagot av foregaende krav, inne- 
fattande en styrenhet (32) som styr atminstone installningen av 
namnda mikrospegelmatrisenhet (16). 

35 16. Ett optiskt system enligt krav 15, varvid styrenheten (32) 
aven ar inrattad att styra avkanningen av den forsta sensoren- 
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heten (18), sd att den fdrsta sensorenheten (18) avkannes vid 
ett flertal tillfallen per sekund och varvid styrenheten (32) ar in- 
rattad att mellan dessa avkanningstillfallen styra mikrospegel- 
mathsenheten (16) s£ att den ej ar i namnda fdrsta lage. 

5 

17. Ett optiskt system enligt krav 15 eller 16, innefattande me- 
del for att detektera om det optiska systemet ar utsatt for avso- 
kande eller forstorande straining, varvid styrenheten (32) ar in- 
rattad att styra mikrospegelmatrisenheten (16) sa att namnda 

10 forsta lage undviks nar namnda medel har detekterat s£dan 
straining. 

18. Ett optiskt system enligt krav 17, varvid styrenheten (32) ar 
inrattad att, nar namnda medel har detekterat sddan avsokande 

15 eller f6rstorande straining, styra mikrospegelmatrisenheten (16) 
sa att den reflekterar namnda infallande elektromagnetiska 
straining som nar mikrospegelmatrisenheten (16) fran den forsta 
optikenheten (10) sa att denna elektromagnetiska straining nSr 
den andra sensorenheten (26). 

20 

19. Ett optiskt system enligt nagot av kraven 15-18, varvid 
styrenheten (32) ar inrattad att individuellt styra installningen av 
mikrospegelmatrisenhetens (16) spegelelement pS s£ satt att 
mangden elektromagnetisk straining som reflekteras av mikro- 

25 spegelmatrisenheten (16) mot den forsta sensorenheten (18) 
styrs genom installningen av mikrospegelmatrisenhetens (16) 
spegelelement. 

20. Ett mdlsokande system (34) innefattande ett optiskt system 
30 enligt ndgot av foreg&ende krav. 

21. Ett mSlsokande system enligt krav 20, varvid detta malso- 
kande system (34) ar en malsokande robot (34), 
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Sammandraa 

Uppfinningen avser ett optiskt system innefattande en forsta op- 
tikenhet (10) och en forsta sensorenhet (18) for att avkanna 
5 elektromagnetiskt straining. Det optiska systemet innefattar 
aven en mikrospegelmatrisenhet (16) som ar anordnad i stral- 
gangen (20) mellan den forsta optikenheten (10) och den forsta 
sensorenheten (18). Mikrospegelmatrisenheten (16) ar inrattad 
att vara installbar i atminstone ett forsta och ett andra lage. I det 

10 forsta laget reflekterar mikrospegelmatrisenheten (16) infallande 
elektromagnetisk straining sa att den nar den fdrsta sensoren- 
heten (18). I det andra laget reflekterar mikrospegelmatrisen- 
heten (16) infallande elektromagnetisk straining sa att den ej nar 
den forsta sensorenheten (18). Uppfinningen avser aven ett 

15 malsokande system (34) innefattande ett sadant optiskt system. 



(Fig 1) 



